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１．概要（Summary） 

TCO（透明導電性酸化物）の成膜手法の一つであるマ

グネトロンスパッタリング成膜においては、成膜時に生じる

高エネルギー粒子が膜平坦性に影響を及ぼすと考えら

れている。 

これまでに我々は、ITOターゲットを用いて、DC電力

に対してVHF帯高周波電力(40.68MHz)を重畳すること

でマグネトロンスパッタを行い、VHF電力の重畳による

ITO膜の平坦性向上を確認してきた。そして今回は、マ

グネトロンスパッタリング時に基板に入射する熱フラックス

が膜平坦性へ及ぼす影響を原子間力顕微鏡により調査

を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子間力顕微鏡 

【実験方法】 

成膜実験では減圧し放電ガスとして Aｒを導入した円筒

形真空容器を用いる。ターゲットには ITO ターゲットを利

用する。そして、マッチングボックスを通じて重畳された

DC電力とVHF電力をターゲットに印加することでマグネ

トロンプラズマを放電させる。ターゲットに対向して 10cm

の位置でガラス基板上にスパッタリング成膜を行う。条件

として放電電流 0.2A、圧力は 3mTorrで固定し、重畳す

る VHF電力の大きさを変化させて、膜厚 200nmの薄膜

を形成する。また、熱フラックス推定のために放射温度計

を用いる。そして原子間力顕微鏡を用いて得られた膜の

表面像から平坦性の評価を行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

原子間力顕微鏡を用いて実際に膜の表面粗さを評価

した結果を Fig.1に示す。Fig.1では DC電力のみで成

膜した薄膜表面と、DC電力に対してVHF電力を重畳し

て成膜した薄膜表面を表している。 

DC放電において成膜した表面にはクレーター状の構

造が非常に多く観察できる。VHF電力を大きくしていくと

クレーター状構造が見られなくなり、Fig.1の右側に示す

ような表面が観察された。基板入射熱フラックスは VHF

電力増加に伴い大きく変化することから膜平坦性の向上

には基板入射熱フラックスが大きく影響すると示唆され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

Fig.1 AFM image of film surface. 
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